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RESUMEN

El presente estudio propone el uso de una capa de nanotubos de TiO, [1] como pelicula antirreflectante. La
estructura, morfologia de la superficie y las propiedades Opticas se ensayaron por difraccion de rayos X,
microscopia electrénica de barrido, espectrofotometria y elipsometria espectroscépica. Los resultados
obtenidos mediante el ajuste de los parametros elipsométricos en el intervalo de 450 a 830 nm, donde se
utiliz6 un modelo fisico de dos subcapas, estan de acuerdo con la morfologia de la pelicula y en
concordancia con las propiedades Opticas medidas [2-3]. Los indices de refraccion de las subcapas de TiO;
superior e inferior eran 2,4y 1,6 (a 600 nm), respectivamente. La reflectividad minima obtenida fue menor
al 0.1%y con un promedio del 2% en el intervalo de 450-830 nm.

ABSTRACT

The present study proposes the use of a TiO2 nanotube layer [1] for antireflection coating. The structure,
surface morphology and optical property were tested by X-ray diffraction, scanning electron microscopy,
spectrophotometer and spectroscopic ellipsometer. The results obtained by fitting ellipsometry spectra in the
450-830 nm range, using a two-sublayers physical model, are in good agreement with the film morphology
and in accordance with the optical properties measured [2-3]. The refractive indices of the top and bottom
TiO; sublayers were 2.4 and 1.6 (at 600 nm), respectively. The minimum reflectivity obtained was less than
0.1% and the average of 2% in the wavelength the range 450-830 nm.
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